Polimeros: nanoestructuracion
y aplicaciones
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INTRODUCCION

- Materia blanda condensada: polimeros.
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-Nanoestructuracion
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- Técnicas de nanoestructuracion
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- Caracterizacion
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POLIMEROS

Un polimero es una macromolécula compuesta de N unidades de repeticion.
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Monomero: Estireno

Polimero: poliestireno

- Estructura quimica

- Peso molecular
Propiedades del material: — - Cristalinidad

- Copolimero, mezclas...

- Confinamiento geometrico




NANOCIENCIA

- La investigacion en nanotecnologia es uno de los campos mas activos de
la actualidad. El confinamiento de polimeros en nanoestructuras es de

enorme interés para la electronica, energia, medicina o biotecnologia.

NANOFIBRAS NANOPARTICULAS GRATING

-Para polimeros que tengan propiedades eléectricas -como ferroelectricidad o

conductividad-, éstas dependen enormemente del empaquetamiento de sus

moléculas.
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TECNICAS DE NANOESTRUCTURACION

Nanoestructuracion en 2 dimensiones (superficies) o en 3 dimensiones
(volumenes).

- Superficies (peliculas delgadas): spin-coating, ink-jet

Espesor de las peliculas: 100nm - > 1 um
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TECNICAS DE NANOESTRUCTURACION

- Nanoestructuracion en 2 dimensiones (superficies) o en 3 dimensiones
(volumenes).

- Superficies (peliculas delgadas): spin-coating, ink-jet.
- Post-tratamiento de superficies: laser, litografia de nanoimpresion.

- Nanoesferas.




CARACTERIZACION: Atomic Force Microscopy (AFM)

- Microscopio de sonda de barrido (1986), evolucion del microscopio de efecto
tunel.
- Resolucion nanométrica.

- Topografia de superficies (3D), corriente eléctrica, propiedades mecanicas...

Modo tapping (contacto intermitente)




METODOS: nanolitografia de impresion

- Nanoimprint Lithography (NIL): moldeo de una superficie aplicando una
presion sobre el material previo tratamiento térmico.
PDMS stamp
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METODOS: nanolitografia de impresion

- Nanoimprint Lithography (NIL): moldeo de una superficie aplicando una

presion sobre el material previo tratamiento térmico.
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- Proceso efectivo
- Tratamiento térmico del material

- Sala blanca, fabricacion de moldes



METODOS: Nanoestructuracion por Laser

- Laser Induced Periodic Surface Structures (LIPSS)
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METODOS: Nanoestructuracion por Laser

- Laser Induced Periodic Surface Structures (LIPSS)
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- No ablacion (reorganizacion)
- Aumento de la superficie efectiva

- Absorcion del material, efecto del sustrato




CARACTERIZACION: Atomic Force Microscopy (AFM)
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CARACTERIZACION: Atomic Force Microscopy (AFM)
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CARACTERIZACION: Atomic Force Microscopy (AFM)
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METODOS: nanoprecipitacion

- Nanoparticulas: esferas de polimero de tamano nanométrico a partir de un

proceso de precipitacidén controlado desde la disolucion.
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CARACTERIZACION: Atomic Force Microscopy (AFM)

- Nanoparticulas

P(VDF-TrFE) copolymer
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Height 600.0 nm

P(VDF-TrFE) Nanoparticulas:
copolimero ferroeléctrico
Diametro promedio = 100 nm



CARACTERIZACION: Atomic Force Microscopy (AFM)

- Nanoparticulas

60.0 nm

180.0 nm

P3HT Nanoparticulas: polimero semiconductor
Diametro promedio = 40 nm



CARACTERIZACION: Radiacion Sincrotron

- El uso de las instalaciones de radiacion
sincrotron puede darnos mucha
informacion sobre estas estructuras.

- Medidas en incidencia rasante a angulo
bajo nos dan informacion promedio del
orden de nanoestructuras periodicas.
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RESUMEN

- Polimeros: los polimeros son materiales de una gran versatilidad debido a la

gran gama de propiedades generados por su estructura funcional.

Nanoestructuracion: confinar polimeros en la escala nanomeétrica puede
generar cambios en la estructura mesoscopica del material induciendo asi

propiedades modificadas o nuevas.

- Técnicas: nanoprecipitacion, tratamientos laser y nanolitografia son métodos
rapidos y efectivos para generar nanoestructuras. Aunque el NIL requiere el uso

de sala blanca.

La miniaturizacion de dispositivos organicos es de gran interés para los

campos de la ingenieria energética o electronica.
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